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１．概要（Summary） 

2 種類以上の高分子鎖が共有結合により連結したブロ

ック共重合体は、自己組織化的にミクロ相分離が進行す

るため、簡便に大面積のナノ構造を形成できる  [1]。
Polystyrene-b-polydimethylsiloxane (PS-b-PDMS)
は Si を構造中に含有するため、CF4及び O2ガスを用い

る RIE(Reactive Ion Etching)によりSiOxナノ構造配列

体を作製し、次世代ナノデバイスへ応用する試みも盛ん

である。本研究では、PS-b-PDMS のミクロ分離構造に対

する O2-RIE の効果を検討した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
Reactive Ion Etching 装置（非 Bosch プロセス） 
【実験方法】 

Si 基板上にスピンキャストにより成膜した PS-b-PDMS
を溶媒蒸気中でアニール処理することで、ミクロ相分離を

促進し、PDMS の垂直ピラー構造を得た。ドライエッチン

グ装置（サムコ RIE-10NR）にセットした膜に対し、CF４と

O2の混合ガス（CF４/O2 :59/10 sccm）をプロセスガスとし

て導入しながら、RF パワー100 W、 16 Pa の条件で 60 
秒間の処理を行った(CF4-RIE)。一部の膜に対しては、

連続で 100 sccm の O2 を導入し、RF パワー200 W、圧

力 20 Pa で 20 秒間処理を施した(O2-RIE)。CF4-RIE
のみの処理を行った膜とともに自社へ持ち帰り、O2プラズ

マ処理により、PDMS から SiOx への酸化を促進し、得ら

れた構造を SEM にて観察した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Figure 1 に、SEM 像を示す。O2-RIE 処理により、垂

直ピラーのトップが連結し、有機成分除去後にも配列構

造は維持されることがわかった。これは O2-RIE の衝撃に

よる表面 Si の溶解と再融着が原因と考えられる[2]。 
 

Figure 1. Top-view (a, c) and cross-sectional (b, d) 
SEM images of films with (c, d) and without (a, b) 
O2-RIE. The scale bars indicate 100 nm.  
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